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内容概要

硅基纳米光电子技术是纳米半导体技术和半导体光电子技术领域中的一个新学科分支，旨在研究各种
硅基纳米材料的制备方法、结构特性、光电性质、器件应用以及光电子集成等。
作者结合自己的工作，对上述内容进行了介绍与评论。
全书共分两部分：第一章至第六章主要介绍了硅基纳米薄膜、硅纳米线和硅基光子晶体等硅基纳米结
构的制备方法与发光特性；第七章至第十章着重介绍了硅基光发射器件、硅基光波导器件和硅基光接
收器件等硅基光电子器件的制作与集成。
本书可供从事纳米半导体薄膜材料与纳米光电子器件研究的科技工作者参考，也可供高等院校电子科
学与技术专业的教师、研究生和本科生阅读。
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章节摘录

　　第一章　Si基纳米材料的结构性质　　Si基纳米材料一般是指结构尺寸至少在一个维度上为几个
纳米的Si纳米量子点、Si纳米团簇，镶嵌在Si0x（x
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